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Farbbildr&hre mit einer Schlitzlochmaske

Anwendungszebist dex Erfindung:

Die vorliegende Erfindung betrifft eine FarbbildrShre gemidsB
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Charakteristik der bekannten technischen Losungen:

Schatten- oder Lochmasken-Farbbildrdhren enthalten gewdhnlich
einen Bildschirm aus rot-, grin- und blauemittierenden
Leuchtstoffstreifen oder Punkten, eine Elektronenstrahler-
zeugungsanordnung zum Anregen des Bildschirms und eine. Loch-
maske, die zwischen der Elektronenstrahlerzeugungsanordnung
und dem Bildschirm angeordnet ist. Die Loéhmaske ist ein
diinnes Metallblech, das eine Vielzahl von {Offnungen aufweist
und in einem genau festgelegten Abstand beim Bildschirm so
angeordnet ist, daB eine systematische Zuordnung der Masken-

O0ffnungen mit den Leuchtstofflinien oder -punkten besteht.

Farbbildrdhren mit Lochmasken, die schlitzfdrmige Offnungen
aufweisen, haben in jlingerer Zeit Eingang in den Handel ge-~
funden. Ein Grund hierfiir besteht darin, daB der prozentuale
Elektronensﬁrahltransmissionsgrad bei einer Schlitzlochmaske
flir eine Schlitzlochmasken-Streifenrasterleuchtschirm-Réhre

gréBer gemacht werden kann als flir eine RoShre, die eine Loch-
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maske mit kreisfdrmigen L&chern und einem Punktrasterleucht-
schirm hat. Durch die Verwendung einer Schlitzlochmaske
ergiﬁt sich zwar eine definitive Verbesserung des Elektronen-
strahitransmissionsgrades, trotzdem sollte sich der prozen-
tuale Elektronenstréhltransmissionsgrad durch seine Schlitz-
lochmaske gegeniilber dem derzeitigen Stand der Technik noch
erhdhen lassen. |

Es sind derzeit zweil Typen von Schlitzlochmasken in Gebrauch.
Beim einen Typ gehen die Schlitze vom oberen Rand zum unteren
Rand der Maske kontinuierlich durch. Eine solche Konfigura-
tion wird nur bei zylinderf&rmigen Masken verwendet und er-
fordert einen massiven, starren Rahmen, um die Maske straff

zu halten. Schlitzlochmasken des anderen Typs sind kuppelartig
gewdlbt, so daB sie sowohl in vertikaler als auch in hori-
zontaler Richtung gekriimmt sind. Bei Masken dieser Bauart

sind die senkrecht verlaufenden Schlitze durch eine Vielzahl
von beabstandeten Briicken oder Stegen unterbrochen, damit die
gewSlbte Form leichter aufrechterhalten werden kann. Die -
Gegenwart dieser Stege hat jedoch einen EinfluB auf die
Elektronenstrahltransmission und verringert die Bildhelligkeit
der R6hre im Vergleich zu einer ROhre, deren Maske keine Stege
hat. Die Transmission 14Bt sich selbstverstdndlich .dadurch
‘erhbhen, daB man die Breite der Stege verringert; mit abnehmen-
der Stegbreite nimmt jedoch der AusschuB durch Brechen von
Stegen wihrend der Formung der Maske zu. AuBer dem mit der
-verringerten Transmission zusammenhéngénden Problem k&nnen
durch die Gegenwart der Stege auch Anderungen der Transmission
verursacht werden, wenn die Stege nicht gleichfdrmig sind.
Ungleichformigkeiten kénnen die Folge von groBen Exemplar-
streuungen bezliglich einer vorgegebenen Voll&nge der
Schlitze sein, die durch eine hohe Empfindlichkeit bestimmter

Stegquerschnitte beim Ktzen der Maske verursacht werden.
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Ziel der Erfindung:

Es ist also wlinschenswert, eine Maské mit héhe;er Transmis-
sion zu entwickeln, indem man die Querschnittskontur der
Stege ohne Beeintrédchtigung ihrer Festigkeit so verbessert,
daB sich eine Konstruktion maximaler Gleichfdrmigkeit ergibt.

Darlesnung des wWesens der Erxfindung:

Diese Aufgabe wird bei einer Farbbildréhre der eingangs ge-
nannten Art erfindungsgendB durch die kennzeichnenden Merk-

male des Patentanspruchs 1 geldst.

Die Erfindung betrifft eine Farbbildrdhre mit einer Schlitz-
lochmaske,vbei der die Schlitze in Reihen angeordnet sind

und die Schlitze jeder Reihe durch Stege getrennt sind. Die

am weitesten verengte Offnung in jedem Schlitz, die den
Durchtritt eines Elektronenstrahls erlaubt, wird als Einschnii-
rung ("Schlund") des Schlitzes bezeichnet. Der Stegquerschnitt
wird zur ErhBhung des Elektronenstrahltransmissionsgrades und
zur Verbesserung der Gleichfdrmigkeit des Transmissionsgrades
dadurch verbessert, daB die Stegwinde auf mindestens einer
Seite der Stege so angewinkelt sind, daB sie im wesentlichen
parallel zur Elektronenstrahleinfallsrichtung verlaufen.
Aufgrund dieses Anwinkelns dndert sich die Neigung der W&nde
beziliglich einer Oberflidche der Maske auf mindestens dieser
einen Seite der Stege gegenilber einer horizontalen Mittel-
achse der Maske mit dem Abstand von dieser horizontalen Mit-
telachse der Maske. AuBerdem sind alle Teile der Einschniirungen
‘der Schlitze niher an einer Oberfliche der Maske als an der

"Mitte der Dickendimension der Maske.
Ausfihrunesbeispisle:

Im folgenden werden Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung unter

Bezugnahme auf die Zeichnung ndher erldutert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine teilweise axial geschnittene Draufsicht einer

" Lochmasken-Farbbildrthre;



Fig. 2

Fig. 2a
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eine teilweise geschnittene, von hinten. gesehene An-
sicht einer Frontplattenanordnung der Rohre ge-

md8 Fig. 1, gesehen in einer Ebene 2~2 der Fig. 1;

eine vergr&Berte Ansicht eines entsprechend bezeich-
neten Bereiches der R8hrehmaske der Anordnung gemdB

Fig. 2;

Fig. 3 und 3a Querschnittsansichten von Teilen bekannter

Masken, aus denen die Form von Stegen der Maske er-
sichtlich ist;

Fig. 4 und 4a Querschnittsansichten einer Maske mit einer

Fig. 5

Fig. 5a
Fig. 6a
Fig. 7a
Fig. 8a

‘neuen Stegform gemd8 einer Ausflihrungsform der Er-

findung;

eine Vorderansicht einer Lochmaske gem&B8 einer Aus-

fihrungsform der vorliegenden Erfindung;

bis 5d vergr&Berte Ansichten der entsprechend be-
zeichneten Teile der Maske gemdB Fig. 5, in denen
das Offnungsmuster auf der riickwirtigen Seite der

Maske durch Kreuzschraffierung dargestellt ist;

bis 6d Querschnittsansichten der Stege der Masken

gemdB Fig. 5a bis 5d;

bis 7d vergr&Berte Ansichten von Teilen einer anderen
Auﬁfﬁhrungsform einer Schlitzlochmaske gemdB der
Erfindung, gesehen an Stellen entsprechend denen
gemdB8 Fig. 5a bis 54d;

bis 8d Querschnittsansichten der in Fig. 7a bis 74

dargestellten Stege;
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Fig. 9 eine Draufsicht auf zwei aufeinanderfolgende Offnungen

in einer Reihe;

Fig. 10 bis 13 geschnittene Seitenansichten von veréchiedenen

Stegen; die gem&B der Erfindung konstruiert sind.

In Fig. 1 ist eine Rechtéck—Farbbildréhre dargestellt, welche
einen Glaskolben 10 aufweist, der ein im wesentlichen recht-
eckiges Kolbenvordérteil oder Frontplattenpaneele 12, einen
rohrfdrmigen Hals 14 und einen diese Teile verbindenden im
Querschnitt im wesentlichen rechteckigen trichterartigen Kolben-
teil 16 enth&lt. Das Frantplattenpaneel enthdlt eine Bild-
schirm- oder Frontplatte 18 und eine an deren Umfang ansetzende
Seitenwandrzo, die mit dem trichterfdrmigen Kolbenteil 16 ver-
schmolzen ist. Auf der Innenseite der Frontplatte 18 befindet
sich Dreifarben-Mosaikleuchtschirm 22. Bei dem Leuchtschirm
handelt es sich um einen Streifenrasterschirm mit Leuchtstoff-
streifen, die im wesehtlichen parallel zur vertikalen Mittel-
achse der R6hre (senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 1) ver-
laufen. In einem bestimmten Abstand vom Bildschirm 22 ist

eine mit einer Vielzahl von L&chern versehene Farbwahlelektrode
oder Lochmaske 24 in bekannter Weise 18sbar montiert. Zentrisch
im Hals 14 ist ein Inline-Strahlerzeugungssystem 26 ange-
ordnet, das durch ein gestricheltes Rechteck schematisch dar-
gestellt ist und in Betrieb drei Elektronenstrahlen 28 lie-
fert, die in einer Reihe oder Ebene nebeneinander auf konver-
gierenden Wegen durch die Maske 24 auf den Bildschirm 22
fallen. Die Maske 24 bewirkt eine Farbwahl, indem sie die
Farbleuchtstoffstreifen gegen die jeweils nicht zugehdrigen
Elektronenstrahlen abschirmt, ein Auftreffen der Strahlen auf
die zugehotrigen Streifen jedoch gestattet. Auf dem Kolben'10
sitzt ferner eine magnetische Ablenkeinheit 30 beinm Ubergang
zwischen dem Hals 14 und dem trichterférmigen Kolbenteil 16.
Bel geeigneter Speisung wérden die Elektronenstrahlen 28 durch
die Ablenkeinheit 30 in einem rechteckigen Raster iiber den
Bildschirm 22 abgelenkt.
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Fig. 2 und die vergréBerte Ansicht in Fig. 2a zeigen einige
Einzelheiten der Maske 24. Die Maske 24 enthilt ein diinnes
Stahlblech, das in eine gewdlbte Gestalt gebracht und bei-
spielsweise durch vier Federn 32 l&sbar im Frontplattenpaneel
gehaltet ist. Die Maske 24 hat eine Vielzahl von Offnungen
34, die die Form rechteckiger, ldnglicher Schlitze haben,

die vertikale Reihen bilden. Die Reihen sind im wésentlichen
parallel zueinander, in der Praxis kénnen sie sich an der
rechten und linken Seite der Maske in bekannter Weise etwas
nach aufen biegen. Die Schlitze 34 jeder Reihe sind voneinander
durch Briicken oder Stege 36 getrennt, die die stehengeblie-
benen Teile der Maske verbinden und dieser den strukturellen
Zusaﬁmenhalt verleihen, der fiir die Aufrechterhaltung der ge-

wblbten Kontur der Maske erforderlich ist.

In Fig. 3 sind typische Stegé 38 einer bekannten Maske 40 im
Querschnitt dargestellt.. Der Querschnitt der Stege 38 hat

eine etwa dreieckige Form, wobei die Ecken der Basis des
Dreiecks, die dem Strahlerzeugungssystem zugewandt ist, etwas
hinterschnitten sind. Bei einer anderen bekannten Stegform,
die in Fig. 3a dargestellt ist, haben die Stege einen hexa-
gonalen Querschnitt. Jeder Steg 38 fdngt einen Teii des
Elektronenstrahls 42 ab, dessen Breite mit A bezeichnet ist,
wnd. jeder Steqg 39 fdngt einen Teil des Elektronenstréhls ab,
dessen Breite mit A' bezeichnet ist. Wie aus Fig. 3a er-
sichtlich ist, kann der Steg 39 mit dem hexagonalen Querschnitt
‘dieselbe Querschnittsfléche haben wie der Steg 38 mit dem
dreieckigen Querschnitt, er fdngt jedoch einen wesentlich
geringeren Prozentsatz des Elektronenstrahls ab als der

im Querschnitﬁ dreieckige Steg 38. Bei Verwendung einer Aus—.
fﬁhrungsform.der vorliegenden Erfindung ist es jedoch noglich,
den Grad der Abfangens bzw. der Abschattierung der Elektronen-
strahlen durch die Stege ncch weiter zu verringern und dadurch
den Elekﬁronenstrahltransmissionsgrad durch die Maske 2u er—
hbhenn.ohne daB die Maske dadurch strukturell geschwdcht

wird.
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Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch einen Teil einer Maske 44,
die Stege 46 mit parallelogrammfdrmigen Querschﬁitten aufweist,
Diese Stege 46 haben zwar eine andere Form, wie aus Fig. 4a
ersichtlich ist, jedoch die gleiche Querschnittsflédche wie

die im Querschnitt dreieckigen Stege 38 gemdB Fig. 3. Die
Festigkeit der Stege 46 ist also im wesentlichen gleich der }
Festigkeit der dreieckigen Stege 38. Die Wdnde 47 der Offnung
bei den Stegen 46 sind an Stellen, die von der horizontalen
Achse entfernt sind, zur generellen Einfallsrichtung der Elek-
tronenstrahlen beziiglich der Maske 44 angewinkelt. Das AusmaB
der Abschattierung der Elektronenstrahlen 48 durch die Stege 46
ist also erheblich weniger als bei den dreieckigen Stegen 38,
wie durch die abschattierte Breite B dargestellt ist, und sogar
noch geringer als bei den hexagonalen Stegen 39. AuBerdem

daB die Winde der Stege bezliglich des Elektronenstrahleinfalles
angewinkelt sind, befindet sich die Einschnilirung 49 ("Schlund“)
. jeder 8ffnung bei oder sehr nahe bei einer der Oberfldchen der
Maske 44. Als Einschniirung wird der am meisten verengte Teil
einer Bffnung, der den Durchtritt eines Elektronenstrahls ge-
stattet, bezeichnet. Der Vorteil einer solchen Anordnung der

Einschniirung wird unten noch ndher erldutert.

Die Konstruktion einer Maske, bei der die Wénde der Pffnungen

bei den Stegen noch weitgehender parallel zum Elektronenstrahl-
einfallswinkel verlaufen, ist in den Fig. 5 bis 8d dargestellt.
Die Fig. 5 und 5a bis 5d zéigen die Vorderfldche einer Loch-
maske 50, die dem Bildschirm der RBhre zugewandt ist. In den

Fig. 5a bis 5d stellen die breiteren Rechtecke 52a bis 524

die Mﬁndungen der bffnungenvoder Ldécher der Maske an der (dem
Bildschirm zugéwandten)'Vorderseite 56 der Maske 50 dar, wdhrend
die kreuzschraffiertén Rechtecke 54a bis 544 die Mindungen derxr
Lécher an der (den Elektronenstrahlerzeugungssystemen zugewandten)

entgegengesetzten Oberfldche 58 der Maske 50 darstellen. In
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der Mitte der Maske 50 falien die Mitten der Miindungen 52a

und 54a an den beiden Seiten 56 und 58 der Maske zﬁsammen,

wie Fig. 5a zeigt. Wihrend die Mindungen der Locher auBerhalb
der Mitte radial in Bezug aufeinander verschoben sind. Im
unteren Teil der Maske 50 auf einer vertikalen Mittelachse

V-V ist beispielsweise die kleinere Miindung 54b des betreffen-
den Schlitzloches gegeniiber der weiteren Mﬁndung'52b nach '
. oben verschoben, wie in Fig. 5b gezeigt. purch diese Verséhie-
bung wird eine die Mitten der beiden O ffnungsmiindungen verbin-
‘dende Linie auf oder wenigstens nahezu auf die Elektronen-
strahleinfallsrichtung an dieser Stelle ausgerichtet. Aufer-
~halb der beiden Mittelachéen v-v und H-H ist die kleinere
ffnungsmiindung 54c radial beziiglich der weiteren Offnungs-—
mindung 52c¢ verschoben, wie Fig. 5C zeigt..An der als viertes
dargestellten Stelle am Rand der Maske auf der horizontalen
Mittelachse H-H ist die engere Offnungsmﬁndung 54d horizontal
beziiglich der weiteren %£fnungsmindung 524 verschoben, wie

Fig. 54 zeigt.

Die Stegquerschnittskonfigurationen, die aus der in den Fig. 5a
bis 54 dargestellten Verteilung der O f fnungsmiindungen resul-
tiert, sind in den Fig. ga bis 6d entspreéhend dargestellt.

Wegen der unterschiedlichen vertikalen Lingen der Miindungen

der beiden'Mﬁndungsanordnungen haben die Stege 60a bis 60d
Querschnitte in Form abgeschnittener Dreiecke oder Trapeze,

wobei die beiden Stege 60a und 60d, die sich auf der horizontalen
Mittelachse H-H befinden, symmetrische Querschnittsformen

haben, wiahrend die beiden Stege 60Db und 60c, die im Abstand

von der horizontalen Mittelachse H-H angeordnet sind, asymmetri-
sche Querschnittsformen haben. Man beachte, daR an jeder die-

ser Stellen die Wirkung der Verschiebung der 8 f fnungsmiindungen
die Wirkung hat, die Stegwdnde 62a bis 62d in bessere tiberein-~
stimmung mit dem Elektronenstrahleinfallswinkel an der betreffen-

den Stelle der Maske zu bringen.
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Die Fig.”Té bis 7d und 8a bis 8d zeigen entsprechende An-
sichten und Querschnitte wie die Fig. 5a bis 5d bzw.

6a bis 7d einer anderen Ausfilhrungsform der Erfindung.

Bei der Ausfiihrungsform gemiB den Fig. 7a bis 7d sind

die Lingen der engeren Offnungsmindungen 64a bis 64d

auf der hinteren Seite 66 einer Maske 68 gleich den Lédn-
gen der weiteren Lochmﬁndungen_?Oa bis 70d auf der vorde-
ren Seite 72 der Maske 68. Infolge dieser Lingengleich-
heit haben die resultierenden Sﬁegquerschnitte 74a bis

74d die Form von Parallelogrammen, wie aus den Fig. 8a bis
8d ersidhtlich ist. Die Querschnitte der beiden Stege 74a
- bis 744, die auf der Horiiontalen Mittelachse H-H liegen,
sind rechteckig, wihrend die beiden Stege 74a und 74c,

die von der horizontalen Mittelachse H-H entfernt sind,
die Form von Parallelogrammen mit spitzen und stumpfen Win-
keln haben. Auch hier besteht der Effekt dieser Loch-
miindungsmuster darin, die Stegwinde 76a bis 76d in eine
bessere Ubereinstimmung mit dem Elektronenstrahleinfalls-
winkel zu bringen. Es sei darauf hingewiesen, daB die
Stirnseiten der Stegwidnde bei den oben beschriebenenOAus-
fiilhrungsbeispielen die Form von abgestumpften Dreiecken oder
Trapezen haben, die um so mehr geneigt sind, je weiter sie

von der vertikalen Mittelachse V-V entfernt sind.

Die Herstellung der in Fig. 5 bis 8d dargestellten Masken
kann unter Verwendung bekannter Atzverfahren erfolgen.
Zuerst wird ein Lochmaskenblechmaterial auf beiden Seiten
mit einem Photolack iiberzogen. Als Ndchstes wird das Blech-
material auf beiden Seiten mit Mustern belichtet, die
weitgehend mit den in den Fig. 5a bis 5d oder 8a bis 8d
dargestelltén Yffnungsmustern libereinstimmen. AnschlieBend
wird das Blechmaterial von beiden Seiten gedtzt, umdie

gewilinschten Lochformen zu bilden.



-0~ 2123 é@

Fig. 9 zeigt zwei aufelnanderfolgende Schlitzl8cher 80 und
82 einer Lochreihe einer Lochmaske 84. Jedes Loch hat
mehrere Teile. Die dicke ausgezogene Linie 86 stellt die
Miindung der Offnung an der Vorderseite der Maske 84 dar,

die dem Bildschirm der Rdhre zugewandt ist. Die gestrichel-
te Linie 88 ist etwas schmaler und stellt die Of fnungs-
miindung an der entgegengesetzten oder Riickseite der Maske
dar, die der Strahlerzeugungssystemanordnung zugewandt

ist. Durch eine Linie 90 ist die engste Jffnung jedes Loches,
die den Durchtritt der Elektronenstrahlen durch die Maske
erlaubt} dargestellt, die als Einschniirung bezeichnet werden
soll. Diese Einschniirung befindet sich sehr nahe bei der
Strahlerzeugungssystemseite der Maske. Die Abmessungen der
verschiedenen fonungsteile sind mit "W" (Breite) und "L"
(Ldnge) sowie der Bezugszahl des betreffenden Teiles be-
zeichnet. Der massive Teil dér Maske, der sich zwischen

den beiden Schlitzldchern 80 und 82 befindet, ist ein Steg
92. Wie ersichtlich, ist der sich an der Riickseite der

Maske befindende Teil des Steges gegeniiber dem sich an der
Vorderseite der Maske befindlichen Teil nach rechts versetzt.
Diese Versetzung entspricht ungefdhr dem Einfallswinkel

der Elektronenstrahlen an dem betreffenden Punkt der Maske.

Die Stege kdnnen etwas unterschiedliche Querschnit£sformen
haben, wie die in den Fig. 10 bis 13 dargestellten Ausfiihrungs-
formen zeigen. Bei jeder dieser Ausfithrungsform befindet sich
die Einschniirung (d.h. die engéte Stelle) an oder sehr nahe
bei der den Elektronenstrahlerzeugungssystemen zugewandten
Seite der Maske. Beispielsweise bildet der in Fig. 10 darge-
stellte Steé 94 der Maske 96 an den mit A und B bezeichne-

ten Stellen Einschniirungen oder verengte Teile von zwei
Léchern. In diesem Falle befindet sich der Punkt B sehr nahe
bei der einen Oberfliche der Maske, wihrend sich der Funkt A

an der Maskenoberfléche befindet. Fig. 11 zeigt eine Maske



98 mit einem Steg 100, der zwei jeweils eine Einschniirung
bildende Teile A und B aufweist, die sich beide an der
einen Oberfldche der Maske befinden. Fig. 12 zeigt eine
Maske 102 mit einem Steg 104, dessen Einschnlirungsteile A
und B sich ebenfalls an der den Elektronenstrahlerzeugungs-
systemen zugewandten Oberfliche der Maske befindet. Fig. 13
zeigt eine Maske 108 mit einem Steg 106, der mit der in
Fig. 10 dargestellten Ausfﬁhiungsform des Steges darin tiiber-
einstimmt, daB sich der eine Einschnlirung bildende Teil a
an der Maskenoberflidche und der eine Einschnilirung bildende
Teil B sehr nahe bei der Maskenoberfliche befindet,

Dadurch, daB man die engste Stelle oder Einschnlirung der
Lécher an einer Maskenoberfliche oder zumindest ndher an
einer Maskenoberflidche als an der in Dickenrichtung gemessenen
Mitte der Maske anordnet, ergibt sich eine merkliche Ver-
besserung der Gleichformigkeit der Maskentransmission.

Dieser Vorteil beruh£ darauf, daB die effektive Stegabmes-
sung in Richtung der Lochreihen zwischen den Einschniirungs-
stellen weniger empfindlich fiir das Atzen ist, wenn sich

der engste Teil oder die Einschnlirung an oder in der Nihe
einer Maskeﬁoberfléche befindet als wenn sich die Ein-
schnlirung in der Mitte oder in der Nihe der Mitte der Maske
(in Dickenrichtung gerechnet) befihdet. Diesbeziigliche Unter-
suchungen haben gezeigt, daB, wenn sich die die Einschniirungen
oder engsten Stellen der Ldcher bildenden Teile der Stege

in Dickenrichtung der Maske gesehen in der Nihe von deren
Mitte befinden, die Normabweichung der Léngsabmessung

eines Loches doppelt so groB ist wie Normabweichung der
schmalen Abmessung des Loches. Wenn die die Einschniirungen
bildenden Teile der Stege doch in der Nihe der gleichen
Oberfliche der Maske befinden wie die l8ngeren Seiten

der Einschnlirungen, so ist die Normabweichung‘der Lochlédnge

im wesentlichen gleich der Normabweichung der Lochbreite.

8, -
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Erfindungsanspruch

1. Farbbildrdhre mit einer Schlitzlochmaske, deren Schlitze
in vertikalen Reihen angeordnet und innerhalb dieser
Reihe in senkrechter Richtuhg durch Stege getrennt sind
sowie jeweils eine Einschniirung aufweisen, die die engste

- Stelle des betreffenden Schlitzes filir den Durchtritt
eines Elektronenstrahls darstellt, da durch
gekennzedichnet , daB die Stegwdnde (47,
62, 76) auf mindestens einer Seite der Stege (46, 60,
74, 92, 94, 100, 104, 106) im wesentlichen parallel zur
Einfallsri@htung des Elektronenstrahls (28) beziliglich
der Maske (44, 50, 68, 84, 96, 98, 102, 108) angewinkelt

- sind; daB8 die Neigung dieser Winde bezliglich einer Ober-

fldche (56, 72) der Maske auf der mindestens einen Seite



"der Stege, die einer horizontalen Mittelachse (H-H)
zugewandt sind, sich mit dem Abstand von dieser Achse

der Maske #ndert; und daB alle Teile der Einschniirungen
(49, A-B) der Schlitze sich ndher an einer Oberfléche
(58, 66) der Maske als an der in Dickenrichtung gerechne-
ten Mitte der Maske befinden.

. Farbbildrdhre nach Punkt: 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die bffnungsgféﬁe jedes Schlitzes an einer ersten
Oberfliche der Maske (98, 102) von der gf fnungsgrbBe an
einer zweiten Oberfliche der Maske verschieden ist und
daB sich alie Teile der Einschniirungen (A-B) der Schlitze
sich im wesentlichen an der gleichen Oberfldche der Maske

befinden.
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